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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
ein Elektronenstrahlblendenelement und eine Elek-
tronenstrahlsaule, die mindestens ein solches Ele-
ment umfasst.

[0002] Blendenelemente werden benutzt in Elektro-
nenstrahlsdulen zur Beeinflussung der Form des
Strahls oder der stromabwarts gerichteten Ausbrei-
tung eines Elektronenstrahlers und vor der Elektro-
nenemission von der Saule. Typischerweise besteht
solch ein Element aus einem Glied mit einer Durch-
lassoffnung fir einen Teil des Strahls oder den ge-
samten Strahl und einer Blockieroberflache, die sich
angrenzend am Eingang der Durchlasséffnung befin-
det. Die Blockieroberflache befindet sich Ublicherwei-
se mindestens teilweise auf einer Ebene, die im rech-
ten Winkel zur Achse der Durchlassoéffnung steht.
Soll das Element zur Formung des Strahls dienen,
wie zum Beispiel zusammen mit einem Objektiv, ist
die Durchlasso6ffnung mindestens an der Eingangs-
offnung kalibriert und begrenzt den Strahl auf den ge-
wiinschten Durchmesser. Die Blockieroberflache um-
lauft die Eingangséffnung und blockiert die weitere
Ausbreitung der Strahlelektronen auferhalb dieses
Durchmessers. Dient das Element dazu, die gesamte
Ausbreitung des Strahls zu steuern, wie zum Beispiel
in einer Austasteinheit fir eine Transient-Trennung
des Strahls, wird der Strahl als Ganzes von der Ein-
gangsoffnung weggelenkt, so dass alle Strahlelektro-
nen auf die Blockieroberflache treffen. Der Strahl wird
im Allgemeinen immer zur gleichen Seite der Ein-
gangsoffnung abgelenkt, aber fiir eine einfache Kon-
struktion und einen einfachen Zusammenbau umlauft
die Blockieroberflache die gesamte Eingangsoff-
nung.

[0003] Ein besonderes Problem bei einem Blenden-
element, das fir solche Zwecke benutzt wird, ist der
schadliche Einfluss auf die Strahlform und/oder Ori-
entierung durch die von der Blockieroberflache abge-
henden Elektronen. Die abgehenden Elektronen be-
stehen aus zurtickgestreuten Elektronen und sekun-
daren Elektronen, die in alle Richtungen zurlck ent-
lang der S&ule getrieben werden und zu Ortlichkeiten
mit erhéhter Ladung fuhren, wenn sie in signifikanten
Konzentrationen oberhalb des Elements auftreffen.
Ist eine Ladungsoértlichkeit exzentrisch in Bezug auf
die Saulenachse, was normalerweise der Fall und
unvermeidlich ist, wenn die Elektronen von einer
Austasteinheit stammen, kann der Einfluss der La-
dung zu einer Verdrehung des Strahls oder einer Ab-
weichung von der exakten Koaxialitat mit der Saulen-
achse fuhren. Dies erfordert dann Korrekturmafnah-
men, um die Strahlausrichtung wieder herzustellen,
da es sonst zu Positionsfehlern in dem Teil des
Strahls kommen kann, der von der Saule ausge-
strahlt wird. Solche Fehler sind von kritischer Bedeu-
tung zum Beispiel bei einer Elektronenstrahl-Litho-

217

graphiemaschine, in der der Strahl einen Schreib-
punkt erzeugt, der mit einer Toleranz von wenigen
Nanometern auf einer elektronensensitiven Substra-
toberflache positioniert werden soll.

[0004] Es ist daher die Zielsetzung dieser Erfin-
dung, die Auswirkung der Elektronen zu mildern, die
von einem Elektronenstrahlblendenelement gestreut
werden, insbesondere, um die Erzeugung von unge-
wlinschten Ladungszonen zu vermeiden, die vor
dem Eintritt in das Element auf den Strahl wirken kon-
nen. Andere Aufgaben und Vorteile der Erfindung
werden durch die nachfolgende Beschreibung offen-
sichtlich.

[0005] Nach einer Ausfihrungsform der vorliegen-
den Erfindung wird ein Elektronenstrahlblendenele-
ment bereitgestellt, umfassend ein Strahlausbrei-
tungssteuerglied mit einer Durchlassoffnung fiir die
Ausbreitung mindestens eines Teils eines Elektro-
nenstrahls dort hindurch, und mit einer Blockierober-
flache zum Blockieren der Ausbreitung eines Teils
des oder des ganzen Strahls durch die Durchlassoff-
nung, dadurch gekennzeichnet, dass das Blendene-
lement weiterhin eine Einfangkammer umfasst, die
dazu dient, aus dem Blockieren oder teilweisen Blo-
ckieren des Strahls resultierende gestreute Elektro-
nen einzufangen, und die einen Eingang fir den
Strahl in einem derartigen Abstand von der Durchlas-
soffnung aufweist, dass der grofdte Teil der gestreu-
ten Elektronen innerhalb der Kammer darin zerstreut
wird, bevor er den Eingang erreicht, und ein abschir-
mendes Glied, das in der Kammer angeordnet ist und
sich zwischen dem Kammereingang und der Durch-
lass6ffnung Uber mindestens den gréReren Teil des
genannten Abstands erstreckt und das einen kleine-
ren Flacheninhalt als die Wand der Kammer aufweist,
um von den Elektronen auf ein niedrigeres Potential
als die Wand aufgeladen werden zu kénnen, um da-
durch den Strahl relativ zur Wand elektrisch abzu-
schirmen.

[0006] Bei solch einem Blendenelement werden die
zurlickgestreuten und sekundaren Elektronen, die
dadurch entstehen, dass der Elektronenstrahl teilwei-
se oder ganz blockiert wird, in einer Einfangkammer
verstreut, die so groR ist, dass nur einer kleiner Teil
der Elektronen den Kammereingang erreicht, obwohl
der Eingang ausreichend breit sein muss, um den
Strahldurchmesser aufzunehmen, der grof3er ist als
der Durchlasséffnungsdurchmesser bei  einem
Spruhblendenelement zur Strahlformung oder um
eine Strahlablenkung bei einem Austastblendenele-
ment zur Strahlblockierung aufzunehmen. Die zu-
rickgestreuten Elektronen, die wahrend des For-
mungs- oder Blockiervorgangs vom Strahleinfall auf
die Blockieroberflache abgeleitet wurden, haben eine
rechtwinklige Verteilung innerhalb der Kammer in
Form eines Diffusionsstrahls oder einer Diffusions-
wolke, die in Abhangigkeit vom Kosinus des Winkels
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zwischen der Blockieroberflache und der Strahlachse
und dem Material dieser Oberflache abhangig ist, wo-
bei diese Oberflache in der Praxis ein kreisférmiges
Muster mit einem variablen Grad der Abflachung und
variabler Richtung der Hauptachse aufweist. Der Ab-
stand des Kammereingangs von der Durchlassoff-
nung ist so ausgewahlt, dass die Dispersion der Elek-
tronen in der Wolke vor dem Kammereingang ihr Ma-
ximum erreicht. Die verstreuten Elektronen treffen je-
doch auf die Wand der Einfangkammer, und dies
kann zu ortlich geladenen Bereichen fuihren, wo Ver-
schmutzungen wie Staubpartikel oder Olschlieren
vorhanden sind. Wird das Blendenelement in der Va-
kuumumgebung einer Elektronenstrahlsaule benutzt,
kann es zu einer Aufladung kommen, wenn das Va-
kuum dem hohen Elektronenbeschuss der Oberfla-
che nur unzureichend entgegenwirken kann. Das ab-
schirmende Glied, das eine sehr viel kleinere Ober-
flache haben kann als die Kammerwand, ist daher ei-
ner lokalen Aufladung weniger ausgesetzt und hat
deshalb ein geringeres Potential als die Wand, um in
der Lage zu sein, den Strahl bei seiner normalen
Ausbreitung durch die Offnung des Strahlausbrei-
tungssteuerglieds durch Ablenkung oder Verdrehung
durch aufgeladene Ortlichkeiten innerhalb der Kam-
mer zu schiitzen. Die Form der Einfangkammer fangt
somit die meisten gestreuten Elektronen ein und das
abschirmende Glied verhindert in der Kammer ent-
stehende Strahlausrichtungs- oder -formungsproble-
me.

[0007] Das abschirmende Glied umfasst vorzugs-
weise ein mit einer Blende versehenes Wandglied,
wie zum Beispiel ein Gitter oder ein Grill, das eine
Durchlassoéffnung begrenzt. Das Wandglied ist vor-
zugsweise im Wesentlichen zylindrisch und das ab-
schirmende Glied erstreckt sich im Wesentlichen
Uber alle Abstédnde zwischen dem Kammereingang
und der Durchlasséffnung des Steuerglieds. Die Kon-
struktion des abschirmenden Gliedes, das im Prinzip
ein zylindrisches Gitter oder Girill ist, fihrt zu einer mi-
nimalen Oberflache fir die Aufnahme von Ver-
schmutzungen, die durch gestreute Elektronen auf-
geladen werden kénnen.

[0008] Die Einfangkammer ist vorzugsweise be-
grenzt durch eine im Wesentlichen zylindrische In-
nenwandoberflache eines Hohlkérpers und eine
nach innen gerichtete Stirnflache einer Verschluss-
platte, die den Hohlraum des Kérpers an einem Ende
davon abschliet, wobei die Verschlussplatte eine
zentrale Durchlassoffnung aufweist, die den Kamme-
reintritt darstellt. Die Bearbeitung solch eines Hohl-
kdrpers ist unkompliziert und die Verschlussplatte
kann so angebracht werden, dass sie nicht nur den
Hohlraum abschlie3t, sondern dass daran auch das
abschirmende Glied angebracht werden kann oder
die Anbringung des abschirmendes Glieds unter-
stutzt werden kann. Die Platte selbst kann mit min-
destens einer weiteren Durchlasséffnung ausgestat-
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tet werden, die aufRerhalb der zentralen Durchlassoff-
nung angeordnet ist und fir einen Vakuumausgleich
zwischen dem Inneren und dem AuReren des Blen-
denelements sorgt, wenn in einer Elektronenstrahl-
saule eingebaut. Um ein Austreten von gestreuten
Elektronen durch eine einzelne oder mehrere Vaku-
umausgleichs-Durchlasséffnungen zu vermeiden
oder zu reduzieren, kann die Durchlasséffnung oder
kénnen die Durchlasséffnungen mit der radialen
Stirnflache einer nach auRen gerichteten Stufe, die in
der Innenwandoberflache des Hohlkdrpers eingelas-
sen ist und neben der Verschlussplatte angebracht
ist, ausgerichtet werden.

[0009] Das Steuerglied ist vorzugsweise im Hohl-
korper in der Nahe eines der Enden des Hohlraums
gegeniber der Verschlussplatte angebracht. Die Blo-
ckieroberflache kann im Wesentlichen eben sein, wo-
bei das Steuerglied als Platte mit einer Blende als
Durchlassoéffnung gebildet werden kann, oder kann
im Wesentlichen stumpfkegelig sein. Im letzteren Fall
kann der Konuswinkel der Blockieroberflache die ge-
mittelten Flugbahnen der Elektronen vom blockier-
tem oder teilweise blockiertem Strahl dazu veranlas-
sen, sich in einen spitzen Winkel in Richtung der im
Wesentlichen zylindrischen Wandoberflaiche des
Hohlkérpers zu erstrecken, was zur Folge hat, dass
die Diffusionswolke der gestreuten Elektronen sich
ganz oder fast ganz vom Kammereingang entfernt.
Diese Anordnung bietet ein besonders effektives Ein-
sperren der gestreuten Elektronen in der Einfang-
kammer.

[0010] Eine weitere Erscheinungsform der Erfin-
dung ist eine Elektronenstrahlsdule ausgestattet mit
einem Gehause, einem Strahlerzeugungsmittel, das
in dem Gehause angeordnet ist und so betatigt wer-
den kann, dass es einen Elektronenstrahl erzeugt,
und mindestens ein Blendenelement, das vorzugs-
weise so angeordnet ist, dass es als Sprihblende
oder Austasteinheit arbeitet, nach der zuerst erwahn-
ten Erscheinungsform der Erfindung, wobei das
Blendenelement so im Gehause angeordnet ist, dass
es sich im Weg des Strahls befindet.

[0011] Ein Elektronenstrahlblendenelement mit ei-
ner Einfangkammer flir gestreute Elektronen ist in
JP-A.56/019856 offenbart.

[0012] Die Ausflihrungsformen dieser Erfindung
werden mit Bezug auf die zugehorigen Zeichnungen
nun genauer beschrieben, in denen:

[0013] Fig. 1 einen Querschnitt eines ersten Blen-
denelements der Erfindung zeigt und

[0014] Fig. 2 einen Querschnitt eines zweiten Blen-
denelements der Erfindung zeigt.

[0015] Mit Bezug auf die Zeichnungen wird ein Blen-
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denelement 10 (Fig. 1) oder 20 (Fig. 2) gezeigt, das
dazu vorgesehen ist, in einer Elektronenstrahlsaule
angebracht zu werden, zum Beispiel in einer Elektro-
nenstrahl-Lithographiemaschine, und als Sprihblen-
de zur Formung oder als Austastblende zur Blockie-
rung eines hochenergetischen Elektronenstrahls, der
in der Saule erzeugt wird, zu arbeiten. In eingebauter
Position der Blende und inaktivem Zustand der Saule
hat das Element Erdpotential.

[0016] Das Blendenelement 10 in Fig. 1 umfasst ei-
nen Hohlkérper 11 mit einer zylindrischen Innen-
wandoberflache 12, die symmetrisch mit Achse 13 ist
und die den Kérperhohlraum begrenzt, der an beiden
Enden offen ist. Die Innenwandoberflache 12 hat
eine nach auflen gerichtete Stufe in Richtung des
oberen Endes des Koérpers und eine weitere kleinere
nach auf3en gerichtete Stufe grenzt daran an, die ei-
nen Sitz fur die Verschlussplatte 14 bildet. Die Ver-
schlussplatte 14 wird an Ort und Stelle gehalten und
verschliet den Koérperhohlraum im Bereich ihres
oberen Endes.

[0017] Die Innenwandoberflache 12 besitzt zusatz-
lich zwei aufeinander folgende nach innen gerichtete
Stufen in Richtung des unteren Endes des Korpers
11, wobei die untere Stufe einen Sitz fur das Strahl-
ausbreitungssteuerglied in Form einer Platte 15 bil-
det, das dazu dient, den Elektronenstrahlweg zu
steuern. Die Platte 15 ist auch an Ort und Stelle be-
festigt und verschliel3t den Kérperhohlraum im Be-
reich ihres unteren Endes.

[0018] Die Verschlussplatte 14 ist ausgestattet mit
einer zentralen Durchlasséffnung 14a, die konzent-
risch zur Achse 13 steht, und mehreren aufden lie-
genden Durchlassoéffnungen 14b, die mit der radialen
Stirnseite der zuerst genannten nach auf3en gerichte-
ten Stufe ausgerichtet sind. Die Platte 15 ist ausge-
stattet mit einer zentralen Durchlasséffnung 15a, die
ahnlich konzentrisch mit der Achse aber kleiner im
Durchmesser ist als die Durchlasséffnung 14a. Die
Durchlassoffnung 15a, die optional einen kalibrierten
Durchmesser hat, erméglicht eine Ausbreitung durch
das Blendenelement entlang der Achse 13 und in
Pfeilrichtung des Elektronenstrahls, der stromauf-
warts der Platte 15 einen Durchmesser haben kann,
der groRer ist als der der Durchlasséffnung, und kann
daher von der Platte 15 so geformt werden, dass er
den gleichen Durchmesser wie die Durchlasséffnung
hat. Die stromaufwarts zeigende Stirnflache der Plat-
te umfasst eine ebene Blockieroberflaiche 15b, die
dazu dient, die Ausbreitung der Strahlelektronen im
Bereich des Strahldurchmessers, der sich Uber den
Durchlassoéffnungsdurchmesser erstreckt, zu blo-
ckieren oder die Ausbreitung aller Strahlelektronen
zu blockieren, wenn der Strahl ausreichend stark von
der Achse 13 abgelenkt wird. Auf dem Weg der Aus-
breitung zur Durchlasséffnung 15a in der Platte 15
passiert der Strahl die Durchlass6ffnung 14a in Platte
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14, wobei zu diesem Zweck die Durchlasséffnung
14a ausreichend grof} sein muss, damit der Strahl
sich entlang der Achse 13 oder, wenn der Strahl ab-
gelenkt wird wie bei einer Austasteinheit, entlang ei-
ner Achse bewegen kann, die in einem Winkel relativ
zur Achse 13 steht, ohne ein Auftreffen von Strahle-
lektronen auf Platte 14.

[0019] Die Innenwandoberflache 12 des Korpers 11
und die nach innen zeigende Stirnflache der Ver-
schlussplatte 14 begrenzen zusammen eine Einfang-
kammer 16 fur gestreute Elektronen aus der teilwei-
sen oder ganzen Blockierung der Ausbreitung des
Strahls durch die Durchlasséffnung 15a und der dar-
aus folgenden Kollision einiger oder aller Strahlelekt-
ronen mit der Blockieroberflache 15b. Die gestreuten
Elektronen bestehen aus hochenergetischen zuriick-
gestreuten Elektronen vom Strahl selbst und sekun-
daren Elektronen, die durch Elektronenbeschuss der
Oberflachen innerhalb der Einfangkammer erzeugt
wurden. Die zurtickgestreuten Elektronen bilden in-
nerhalb der Einfangkammer eine kreisférmige Diffusi-
onswolke, die mehr oder weniger flach ist, was insbe-
sondere abhangig ist vom Einfallswinkel des Strahls
auf die Blockieroberflache 15b. Die Hoéhe der Ein-
fangkammer wird, wie durch die Abstande der Platten
14 und 15 und insbesondere von der Durchlassoff-
nung 14a vom zuerst genannten Teil von der Durch-
lassoffnung 15a im zuletzt genannten Teil gezeigt, so
ausgewabhlt, dass sie ausreichend grof} ist flr die
Elektronen in der Wolke, die eine maximale Ausbrei-
tung vor der Durchlasséffnung 14a erreicht haben,
die flr den Strahl den Eingang zur Kammer und not-
wendigerweise auch einen Ausgang fir die gestreu-
ten Elektronen bildet. Auf Grund der erreichten Dis-
persion ist die Mehrzahl der vagabundierenden Elek-
tronen in der Einfangkammer eingeschlossen und
kann nicht wieder aus dem Kammereingang austre-
ten.

[0020] Innerhalb der Kammer sind alle Staubparti-
kel, Schlieren oder andere Verschmutzungen, die
sich auf der Innenwandoberflache 12 des Kérpers 11
oder der nach innen zeigenden Stirnflache der Ver-
schlussplatte befinden, Ortlichkeiten, die fiir ein Auf-
laden auf ein relativ hohes Potential durch aufprallen-
de Elektronen anféllig sind. Sollten sich solche La-
dungsortlichkeiten bilden, kénnen sie einen Verdre-
hungseinfluss auf den Strahl bei normaler Ausbrei-
tung des Strahls durch die Durchlasséffnung 15a
ausliben. Schon eine geringe Ablenkung des Strahls
von der Koaxialitdt mit der Achse 13 kann zu relativ
signifikanten Fehlern bei der Strahlorientierung
stromabwarts des Blendenelements 10 flhren. Feh-
ler dieser Art sind besonders problematisch zum Bei-
spiel bei einem Strahl, der dazu benutzt wird, Muster
mit hoher Genauigkeit auf ein Substrat zu schreiben,
wie in der Einfihrung beschrieben. Um den Strahl
von solchen Einflissen zu schitzen, ist ein abschir-
mendes Glied 17 in Form eines zylindrischen Metall-
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drahtgrills in der Kammer konzentrisch mit der Achse
13 zwischen den Platten 14 und 15 insbesondere
zwischen dem Kammereingang, der durch die Durch-
lassoffnung 14a im zuerst genannten Teil und der
Durchlassoffnung 15a in dem zuletzt genannten Teil
gebildet wird, angeordnet. Das abschirmende Glied
17 ist am oberen Teil mit der Platte 14 verbunden. Auf
Grund der Maschenkonstruktion hat das abschirmen-
de Glied 17 eine sehr kleine Oberflache in Vergleich
mit der Kammerwand und bleibt daher grofitenteils
frei von Verschmutzungen, die zu Ladungsértlichkei-
ten fuhren kénnen. Das abschirmende Glied 17 halt
im Vergleich mit der Kammerwand ein geringeres
elektrisches Potential zurtick und schirmt den Strahl
elektrisch vom hoheren Potential der Wand ab.

[0021] Die Umgebung der Saule, in der der Blen-
denstrahl angebracht werden soll, ist evakuiert, wenn
der Strahl erzeugt wird und, da das Blendenelement
10 fir gewohnlich ein Trennelement im Inneren der
Saule bildet, die Durchlassoffnungen 14b in der Ver-
schlussplatte 14 arbeiten als Vakuumpumplécher, um
einen Vakuumausgleich zwischen der Einfangkam-
mer und der AulRenseite des Blendenelements zu er-
mdglichen. Die Ausrichtung der Durchlassoéffnungen
14b mit der Stufenstirnwand schirmt diese Durchlas-
soffnungen groRtenteils gegen die gestreuten Elek-
tronen in der Einfangkammer ab. Ahnliche Durchlas-
soffnungen nicht gezeigt kénnen in der Steuerglied-
platte 15 vorhanden sein.

[0022] Die Platte 15 oder mindestens ihre Blockiero-
berflache 15b umfasst ein metallisches Material, wie
zum Beispiel eine Aluminiumlegierung mit einer ge-
ringen Totalelektronenausbeute. Die Ausbeute, die
proportional zur Atomzahl des benutzten Materials
ist, betragt vorzugsweise maximal ca. 20% bei dem
erwarteten Strahleinfallswinkel. Der Hohlkorper 11,
die Verschlussplatte 14 und das abschirmende Glied
17 sind ebenfalls aus einem Material mit geringer
Ausbeute hergestellt, vorzugsweise aus dem glei-
chen Material wie die Platte 15. Die gewunschte Mi-
nimierung der sekundaren Elektronenemission kann
auch erreicht werden, falls anwendbar, durch Be-
schichten mit einem Material mit geringer Ausbeute
auf ein anderes Material mit gewlinschten anderen
Eigenschaften.

[0023] Das in Fig.2 abgebildete Blendenelement
20 umfasst ahnlicherweise einen Hohlkdrper 21 mit
einer zylindrischen Innenwandoberfliche 22, die
konzentrisch ist mit einer Achse 23, und einer Ver-
schlussplatte 24, die auf einer nach auRen gerichte-
ten Stufe der Innenwandoberflache aufsitzt, um das
obere Ende des Hohlraums im Kérper zu schlieRen
und die ausgestattet ist mit einer zentralen Durchlas-
s6ffnung 23a und Vakuumausgleichsdurchlassoff-
nungen 23b, wobei letztere in diesem Fall nicht durch
eine Stufenstirnflache geschirmt sind. Das untere
Ende des Hohlraums ist durch ein Strahlsteuerglied
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geschlossen, das in diesem Fall aus einer Platte 25
ausgestattet mit Vakuumpumpléchern und mit einem
Konuskoérper 28 mit einer Bohrung, die eine kalibrier-
te Durchlasséffnung 26a fiir den Strahl bildet, be-
steht. Die Eingangsoéffnung der Durchlasséffnung
26a ist umgeben von einer stumpfkegeligen Blo-
ckieroberflache 26b, die auf der Stromaufwarts-Seite
einen Winkel von mindestens 135° vorzugsweise ca.
140° zur Achse 23 aufweist. Eine scharfe Kante bildet
sich am Eingang der Durchlasséffnung 26a, die opti-
onal mit einer nach innen gerichteten Abklebung des
Eingangsteil der Bohrung verbessert ist, um eine kla-
re Trennung zwischen den Elektronen, die zur Durch-
lass6ffnung 26a gelassen werden und denen, die
nicht dorthin gelassen werden, zu erreichen.

[0024] Wie bei dem Blendenelement 10 aus Fig. 1
begrenzen die Innenwandoberflache 22 des Kdrpers
21 und die nach innen gerichtete Stirnwand der Ver-
schlussplatte 24 eine Einfangkammer 27 fiir gestreu-
te Elektronen resultierend aus der teilweisen oder
vollstandigen Blockierung des Elektronenstrahls.
Ahnlicherweise ist ein abschirmendes Glied 28 mit
geringem elektrischen Potential, das die gleiche
Funktion hat wie das abschirmende Glied 17 in
Eig. 1, in der Einfangkammer 27 eingebaut, um den
Strahl von dem hoéheren elektrischen Potential elek-
trisch abzuschirmen, das an der Wand der Einfang-
kammer vorherrscht. Bei dem Blendenelement 20 ist
der Konuswinkel der Blockieroberflache 26b so, dass
die zuruckgestreuten Elektronen des Strahls von der
Oberflache in einer Spruhform abgehen und dabei
eine gemittelte Flugbahn haben, die einen spitzen
Winkel zur Oberflache besitzt, wobei die abgehenden
Elektronen im Allgemeinen vom Kammereingang,
der durch die Durchlasséffnung 24a dargestellt ist,
weggeflhrt werden. Die nachfolgende Ablenkung der
Elektronen und Emission der sekundaren Elektronen
finden in der Art und Weise in der Kammer statt, dass
Energieabfuhr und -absorbierung durch die Bestand-
teile des Materials oder beschichteten Materials mit
geringer Ausbeute der Kammer groRtenteils den
Austritt von schadigenden Streuelektroden aus der
Kammer ausschlieBen. Die stumpfkegelige Blo-
ckieroberflache 28b ist effektiver als die ebene Blo-
ckieroberflache 15b und wird vorgezogen, wo die
BlendenelementgréRe gréler ist und der Konuskor-
per 28 somit ohne ibermaRig grofle Beachtung der
Oberflachentoleranzen hergestellt werden kann.

[0025] Das Blendenelement 10 oder 20 dieser Aus-
fuhrungsform der Erfindung ist in der Lage, eine un-
kontrollierte Streuung von Elektronen zu reduzieren
oder zu verhindern, die sonst Ladungsértlichkeiten
stromaufwarts des Elements bilden kénnten. Ein Drift
der Strahlposition auf Grund von Elektronaufladung
wird daher verhindert oder reduziert.
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1. Elektronenstrahlblendenelement, umfassend
ein Strahlausbreitungssteuerglied, versehen mit ei-
ner Durchla36ffnung fur die Ausbreitung mindestens
eines Teils eines Elektronenstrahls dort hindurch,
und mit einer Blockieroberflache zum Blockieren der
Ausbreitung eines Teils des oder des ganzen Strahls
durch die Durchgangsoéffnung, dadurch gekenn-
zeichnet, dal} das Blendenelement weiterhin eine
Einfangkammer umfalit, die dazu dient, sich aus dem
Blockieren oder teilweisen Blockieren des Strahls re-
sultierende gestreute Elektronen einzufangen, und
die einen Eingang fur den Strahl in einem derartigen
Abstand von der Durchgangséffnung aufweist, dall
der groRte Teil gestreuter Elektronen innerhalb der
Kammer darin zerstreut wird, bevor er den Eingang
erreicht, und ein abschirmendes Glied, das in der
Kammer angeordnet ist und sich zwischen dem Kam-
mereingang und der Durchgangsoéffnung tber min-
destens den grofieren Teil des Abstands erstreckt
und das einen kleineren Flacheninhalt als die Wand
der Kammer aufweist, um von den Elektronen auf ein
niedrigeres Potential als die Wand aufgeladen wer-
den zu kénnen, um dadurch den Strahl relativ zur
Wand elektrisch abzuschirmen.

2. Blendenelement nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dal} das abschirmende Glied ein mit
einer Blende versehenes Wandglied umfal}t, das ei-
nen Durchgang begrenzt.

3. Blendenelement nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, daf} das mit einer Blende versehene
Wandglied von einem Gitter oder Grill ausgebildet
wird.

4. Blendenelement nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, da das mit einer Blende ver-
sehene Wandglied im wesentlichen zylindrisch ist.

5. Blendenelement nach einem der vorhergehen-
den Anspriche, dadurch gekennzeichnet, da® sich
das abschirmende Glied im wesentlichen Gber den
gesamten Abstand erstreckt.

6. Blendenelement nach einem der vorhergehen-
den Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dal} die
Einfangkammer von einer im wesentlichen zylindri-
schen Innenwandoberflache eines Hohlkérpers und
von einer nach innen gerichteten Flache einer Ver-
schluBplatte begrenzt wird, die den Hohlraum des
Koérpers an einem Ende davon abschlief3t, wobei die
VerschluBplatte eine zentrale Durchgangséffnung
aufweist, die den Kammereintritt bereitstellt.

7. Blendenelement nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, daf} die Verschluf3platte mit mindes-
tens einer weiteren aulRerhalb der. zentralen Durch-
gangsoOffnung angeordneten Durchgangséffnung

6/7

versehen ist, die zum Vakuumausgleich zwischen
dem Inneren und dem AuReren des Blendenele-
ments dient, wenn in einer Elektronenstrahlsaule in-
stalliert.

8. Blendenelement nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dall die Innenwandoberflache des
Hohlkérpers eine nach aufen gerichtete Stufe neben
der VerschluRplatte aufweist und die oder jede weite-
re Durchgangsoéffnung in der Platte auf eine radiale
Flache der Stufe ausgerichtet ist.

9. Blendenelement nach einem der Anspriiche 6
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dal das Steuerglied
im Korper im Gebiet eines gegentiberliegenden En-
des des Kérperhohlraums montiert ist.

10. Blendenelement nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dal die blockierende Oberflache im
wesentlichen planar ist.

11. Blendenelement nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dall das Steuerglied eine Platte um-
faldt.

12. Blendenelement nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dal} die blockierende Oberflache im
wesentlichen kegelstumpfférmig ist.

13. Elektronenstrahlsdule, umfassend ein Ge-
hause, Strahlerzeugungsmittel, in dem Gehause an-
geordnet und dahingehend betétigbar, dal} sie einen
Elektronenstrahl erzeugen, und mindestens ein Blen-
denelement nach einem der vorhergehenden An-
spriche, so in dem Gehause angeordnet, dal es sich
im Weg des Strahls befindet.

14. Saule nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dall das mindestens eine Blendenelement
in der Saule angeordnet ist, um als eine Sprihblende
zu dienen.

15. S&ule nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dall das mindestens eine Blendenelement
in der Saule angeordnet ist, um als eine Austastblen-
de zu dienen.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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